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１．概要（Summary） 

立体動画を実現するためには時間的に変調できるホロ

グラムが必要となるが、そのためには革新的な空間光位

相変調器の実現が求められる。しかし、そのような変調器

は未だ実用化の段階には至っていない。本研究ではメタ

サーフェスによる位相差発生に着目し、金属の微細構造

に静電アクチュエータによる可動構造を持たせた位相差

変調素子の開発を目的とする。開発にあたり、微細な構

造パターニングと、大型の外部電極を同時に描画する必

要 が あ っ た た め 高 速 大 面 積 電 子 線 描 画 装 置

（ADVANTEST F5112+VD01）を利用した。 
 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

高 速 大 面 積 電 子 線 描 画 装 置 （ ADVANTEST 
F5112+VD01）を利用 
【実験方法】 
20 mm×20 mm の石英ガラス基板上に犠牲層としての

Si、誘電体である SiO2、電極およびマスクとなる Cr の 3
層を順にスパッタにより成膜した。その後 OAP を塗布した

基板に、ネガ型のレジスト OEBR-CAN040T2 PE の 2.0 
cp を用いて本素子構造のパターニングを行った。また描

画精度向上のためパターニングの際にはエスペイサーを

塗布した。現像後Crエッチングによりパターニング形状の

Crマスクを製作し、重ねてRIEにより SiO2層を異方性エ

ッチングした。表面プラズモンが発生する表面金属として

Au を採用し、製作基板上にスパッタ、およびArイオンミリ

ングにより付着させる。残った犠牲層 Si を XeF2 ガスによ

る等方性エッチングにより一部可動部を形成する。 

 
３．結果と考察（Results and Discussion） 
製作全工程の要となる微細な構造部のパターン描画に

おいて最適な露光量条件を探索し、描画の再現性が確

認された。Fig. 1は、描画後にO2アッシングを7秒かけた

直後の構造部の顕微鏡観察によるものである。この構造

部はパターン中で最小の設定寸法(図中スリット)を含んで

いる。(a)は過露光(露光量 27 μC/cm2)の場合、(b)が描画

成功した際(露光量 24 μC/cm2)のものである。描画は 24 
μC/cm2、25 μC/cm2 で成功し、この条件での描画の再現

性も確認した。 

 

Fig. 1 Photomicrograph of fabricated device. Exposure dose 

(a) 27 μC/cm2, (b) 24 μC/cm2 
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